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１．概要（Summary） 

ビスマス置換ガーネットは，大きな磁気光学効果を有す

ることから，光アイソレーターや 3D ディスプレイなどへの

応用が期待されている。それらの応用を実現するために

は，薄膜作製技術とデバイス作製技術が必要不可欠であ

る。本研究では，光誘起結晶化（光 MOD）法を用いたビ

スマス置換ガーネットの低温成膜における結晶化過程の

観察を透過型電子顕微鏡を用いて行った。また、スピント

ルク磁化反転素子の基礎研究のために、有機金属分解

（MOD）法で作製した磁性ガーネットを用いたデバイスの

作製を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

UHV多元スパッタ薄膜形成装置 

マスクレス露光装置 

  

【実験方法】 

Nd3-xBixFe5-yGayO12(Bi,Ga:NIG)薄膜を Gd3Ga5O12 

(GGG)基板上に光 MOD 法により作製した。レーザー照

射による結晶化過程を調べるため、照射時間を変えた試

料について、断面ＴＥＭ観察を行った。また、スピントルク

磁化反転素子作製のため、Y3Fe4GayO12(Ga:YIG)を有

機金属分解法により作製し，Pt 電極の形成及びパターニ

ングを行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に光MOD法で作製した Bi,Ga:NIG薄膜の断

面 TEM像を示す。GGG基板上に、膜厚が約 30 nm

の結晶粒が形成されているのが観察された。これらの

結晶粒は、回折パターンの観察により、GGG と同じ

結晶構造で同じ方向に配向していることが明らかに

なった。この結果は、X線回折測定および磁気光学測

定の結果と一致する。さらに、レーザー照射時間依存

性の測定から、正味のレーザー照射時間が 100 s 以

下ですでに結晶化が始まっていることが明らかにな

った。 

Pt/Ga:YIG構造に関しては、Ptの抵抗測定を行った

結果、ガーネットの磁気特性を反映した磁気抵抗値の

変化を確認することに成功した。 

 

Fig. 1 TEM image of Bi,Ga:NIG thin film prepared 

by MOD method 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 
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